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 簡   介    Introduction
本產品為工研院材化所運用兩階段蝕刻技術 (2-step etching technology)製作之大面積
(500x500mm2) 、高精度印刷網版。其規格為 : 線寬 25μm、板厚 30μm、尺寸公差±3μm。
其特色為具有超高孔徑精度、高位置累積公差精度，是一種用來印刷太陽能電池細線電極的

精密網版。工研院材化所為專業之高精細金屬遮罩的研發機構，結合精密張網補償設計技

術，即可以生產高精細金屬網版，直接提供太陽能電池製造業者使用，降低廠商開發製作成

本。
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 應   用    Applications
● AMOLED金屬蒸鍍遮罩 AMOLED shadow mask
● 太陽能電極網印用網版 Solar cell fine electrode printing
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規  格  Specifications

● Line width: 25μm
● Stencil thickness: 30μm
● Dimensional tolerances: ± 3μm
● Maximum area: 500x500mm2

● Ultra-high-aperture precision and high position cumulative precision
The ultra-fine stencil is fabricated by a two-step etching technique developed by ITRI/MCL. 
The stencil can be used as a mask applied for printing fine electrodes on a solar cell.
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